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ると着色が起きる事が知られている。この着色は、可視領域に幅の広い吸収帯を持つ F 吸収帯に起因する。 F 吸収帯



























に 193nm のエキシマーレーザーを高密度に照射することにより、低温ではじめて F 中心が生成することを実験的に
示すことができた画期的な研究である。
低温における F 中心の生成機構は、励起強度依存性の測定により、 2 光子過程であることが分かつた。 1 光子過程
による F 中心生成では、過渡的な前駆状態の形成が報告されており、この前駆状態を介して、一方では F 中心が生成
し、他方、自己束縛励起子ができることが知られている。従って、 2 光子過程においても、この両者は何らかの関係
があることが期待できる。発光の時間分解測定の結果、自己束縛励起子からの発光は、 F 中心生成が顕著になる高密
度励起下で抑制され、さらに、発光寿命の異なる成分が生成することが分かつた。この結果を、前駆状態と自己束縛
励起子の対になった状態が初期に生成し、その後、自己束縛励起子の対状態ができるとして、速度方程式を用いて解
析し、生成機構に対する定性的な理解を得ることができた。この研究は、博士論文としての充分価値のある内容をも
っており、 5 人の審査員の一致した意見として合格と判断した。
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